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１．概要（Summary） 

ボッシュプロセスを用いた SOI ウェーハの微細加工に

リソグラフィ装置やエッチング装置を利用した。培養型プ

ラナーパッチクランプバイオチップを製作し、神経細胞ネ

ットワークのイオンチャンネル電流の測定に成功した。プ

ロトタイプ装置の製作はほぼ完成し、細胞播種装置を開

発中である。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

ICPエッチング装置一式（サムコ製 / RIE-800）、両面

露光用マスクアライナ（(Suss MicroTec AG製 / MA-

6)、ダイシングソー装置（サムコ製 / DAD522）、Deep Si 

Etcher（住友精密工業製 / Multiplex-ASE） 

【実験方法】 

(1) 微細貫通穴形成： レジストパタンは分子研ナノプラッ

トのマスクレス露光機で形成し、名大ナノプラットの

RIE-800（51）でエッチング  (MULTIPLEX-ASE 

(73))。 

(2) セルケージ構造形成： 分子研ナノプラットのマスクレ

ス露光機でレジストパタン形成し、名大ナノプラット

の ICP エッチング装置一式と Deep Si Etcher で

エッチング。 

(3) ピペット溶液溜め構造形成： 名大ナノプラットの両面

露光マスクアライナでセルケージと微細貫通穴のパタ

ンに位置合わせをして、裏面の溶液溜め加工のため

のレジストパタンを形成。その後ボッシュプロセスで深

穴形成。 

(4) ダイシングソー装置を利用し、最後のプレナーパッチ

クランプチップを正確にカットした。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

プレナーパッチクランプチップを PLL（poly-L-lysine）

など ECM（extra cell matrix）でコーティングし、ラットの

海馬神経細胞の長期間の初代培養に成功した。培養開

始から３週間後、プロトタイプ装置の中心部の微細貫通孔

上の神経細胞のチャンネル電流の測定に成功した。Fig. 

1に、その素子の全体 3D図を示す。プロトタイプ装置の

製作をほぼ完成した。Fig. 2に、その装置の全体 3D図

を示す。Fig. 1の素子は青い蓋の下あるアルミ製のファラ

デーケージ内に装着する。今後、播種装置の開発を進

め、本技術の実用化をめざす予定である。 

 

 

Fig.2 Prototype high-throughput screen planar patch clamp 

device. 

Fig.1 4ch microfluidic planar patch clamp device. 
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